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一. SVG苏大维格概况
江苏省创新联合体试点单位（全省十家，2022年）

A fascinating place for  digital nano-manufacturing technologies
2023/1/29



深交所创业板上市(2012)

显示-新材料-光子器件-高端装备

总部+创新中心
厂房： 20余万平米，研发中心： 3万平米，（苏州-总部，南通、常州、盐城、宿迁-子公司）

2千名员工，数百研发工程师

苏大维格科技集团SVG

微纳光学与柔性制造领先企业，行业影响和技术辐射力：头部企业战略合作

全国博士后工作站（2007年）

江苏民营科技企业创新100强（第12名，2022年）
苏州市民营科技企业创新10强（第5名，2022年）
中国民营企业发明专利500强（255名，2021年）

首届江苏省企业技术创新奖（2011年）

高质量平台
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千余项专利（250余项发明专利授权）



创造多个业界 “First”，国内外广泛应用

全球首台
全息3D显示屏，2020

全国汽车号牌信息签注系统
光场3D打印，2017年-至今

数码全息制版系统1998
立体图像纳米印刷 2018

二代身份证纳米变色2004
北京（夏季/冬季奥运会2021年

笔记本超薄导光板

高光效光子器件2021年

大型柔性制造产线
86吋触控屏2020

全球首台
110吋紫外三维光刻设备，2020

R2R纳米压印工业化2003
柔性套准UV压印技术2019

微软、亚玛逊、ZOOM、HP，BOE、华星光电、华为、小米、海信、联想； 中华、高露洁

成果应用



数码激光成像与显示国地联合工程研究中心（国家发改委）

高质量平台
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锻造底层关键技术，增强自主创新能力，持续培育原创产品

江苏省柔性光电子材料/器件与制造技术重点实验室：2022年验收优秀（全省第1）



海量数据计算与数字设计、大型三维光刻设备，套准纳米光转印设备，柔性纳米增材制程设备
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创新联合体

江苏省创新联合体试点单位（全省10名）

推动在3D显示、节能显示、元宇宙、太阳能电池光刻机等创新应用
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原创成果

新型显示

虚实融合AR 

全息3D显示

AR-HUD-大视场

光电子/传感

光子芯片深度感知ToF

立体图像

光场成像

成像算法偏振薄膜感知

大口径平面成像

高增益前光显示 高性能透明触控屏

超表面材料

HJT太阳能电极

微纳智能装备

三维光刻装备

纳米压印光刻与转印装备

大型纳米光刻装置

赋能：柔性、显示、新材料创新与产业化
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应用：微软，HP，Zoom，Cisco等；华为，海信，视源、华星光电等，高等院所和头部企业



基础-技术-工程一体化的融合模式，成果在国内外广泛影响

苏大维格-苏州大学团队：融合创新

新型显示/   拓扑光子/   纳米光学 /发光材料/  平面光子/   柔性光电子/光刻技术

海归学者-高层次领军-杰（优）青-基础研究-工程研究-高技能人才

乔文
教授

陈煜
教授

方宗豹
研究员

周小红
研究员

叶燕
教授

徐亚东
教授

浦东林
研究员

• 发明专利授权400项，PCT90余项；

• 有影响论文>400篇（Nature，Nature 

Phys/Material，PRL，Adv.Mater.，

EES，Light, AOM，Optica,….）

• 承担国家重点研发项目，XXX重大项目

• 头部企业委托研发项目

主持项目获

• 国家科技进步二等奖 3项

• 江苏省科技奖一等奖 5项

• 中国专利优秀奖 6项

• 省（部）、全国协会科技奖 10余项

蒋建华
教授

王钦华
教授
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有组织的创新



基础-技术-工程一体化的融合模式，成果在国内外广泛影响

苏大维格-苏州大学融合创新的团队

纳米控制/   激光精密加工/  纳米增材制造/   算法软件/   立体设计 /材料 /数据算法

柔性电子/超表面/  液晶光学/   AR-HUD/   柔性制造/   光刻工艺/   光学设计

海归学者-高层次领军-杰（优）青-基础研究-工程研究-高技能人才

• 发明专利授权400项，PCT90余项；

• 有影响论文>400篇（Nature，Nature 

Phys/Material，PRL，Adv.Mater.，

EES，Light, AOM，Optica,….）

• 承担国家重点研发项目，XXX重大项目

• 头部企业委托研发项目

主持项目获

• 国家科技进步二等奖 3项

• 江苏省科技奖一等奖 5项

• 中国专利优秀奖 6项

• 省（部）、全国协会科技奖 10余项
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有组织的创新



创业：苏大维格科技集团(创业板12年上市）。
立体图像材料、显示上游器件、柔性电子与触控设备等；
微纳光转印设备、 数字三维光刻设备

平台：创办数码激光成像与显示国家地方联合工程研
究中心；柔性光电子与制造技术江苏省重点实验室

研究领域：微纳光学、新型显示、智能制造（三维计
算光刻、光转印、光场计算成像）、柔性光电子

陈林森
苏州苏大维格科技集团创始人；苏州大学 研究员/博导；
中共中央、国务院和中央军委颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”

奖励：国家科技进步二等奖 3项（1/10）
江苏省科技奖一等奖 5项（1/9）、中国专利优秀奖 6项

发明专利：150余项授权（PCT19）

学术论文：180余篇（Light, Optica, AM, Nanophotonics…）

科技项目：国家863计划-重大项目（首席）、国家重大科学
仪器设备研发专项（首席） 、国家自然科学基金重点/集成项目
和国家国际科技合作计划项目

荣誉：第十一届“发明创业奖‧人物奖”特等奖并被授予“当代发明家称号”（中国发明协会，2020年）

第四届杰出工程师等称号（2021年）；全国留学回国人员成就奖、全国先进工作者、全国模范教师称号；
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二. 国际科技现状，我们的发展思路
百年未有之大变局，加速演进，关键技术必须自主可控！

A fascinating place for  digital nano-manufacturing technologies
2023/1/29



国际环境严峻：关键技术必须自主可控
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跟踪没有出路，引进即落后，原创才能可持续！

2023/1/29



光刻技术是现代信息领域的基础

光刻机是现代信息技术的核心仪器设备，在信息感知、通信、计算、存储、人-

机交互等各环节均不可或缺。已成为国际竞争中的关键变量，是国家科技力量

的重要标志。

12

信息
技术

计算

存储
通信

感知 显示

光刻机

战略领域

半导体物理+光学+光刻技术，支撑IC/显示产业，数十年快速发展
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高端装备、工业软件：“卡脖子”严重

美西方掌握高端光刻机、相关材料和工业设计软件

芯片

纳米压印设备

微纳结构加工（EVG）
>10nm结构
光学-电子器件
（SVG）

显示

光掩模扫描曝光机 Nikon）
米级幅面-微米结构
Micronic

投影光刻（ASML, AM）
将图形复制到硅片5nm
1吋IC@8吋衬底

光掩模板（Jole）
EBL线宽~15nm
直写0.6um@米级
（Mycronic，SVG）

EBL/直写光刻装备

对外依赖严重
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我国诸多产业，主要依靠引进产线（设备），在产品设计与工艺上做创新，
总体上，关键技术的自主创新能力和产业转型能力有待提升



拥有底层核心技术：才有国际竞争力

全球化时代，高等院所的基础研究，重速度不重质量、

对高端装备、关键部件和软件算法的研究严重不足、

对产业转型升级的支撑度不够。不仅半导体领域，在

新材料、生物医药和显示产业，多被限制在中下游，

距真正的产业引领，还有很多距离！
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原创才可持续

美国拧熄“灯塔”（EDA，光刻机和IP库），中国半导体产业发展进入“黑暗深林”（骆军委、李

树森院士文章）。我国70%以上科学仪器设备与工业软件，依赖引进。“买买买”模式，严重制约

我国前沿研究、产业创新的质量与可持续性

跟踪没有出路，引进即落后，难以形成国际竞争力和可持续发展

2023/1/29



光子产业：国际竞争新领域，极大创新空间

光场相位𝒆𝒊𝝋(𝒓)虚数，

决定光波传播特性。

微纳结构调控光场相位，

并空间重构光场，是新

颖光子特性的策源，光

学技术的创新方向

国际热点

光场极其复杂、极具创新前景：光子纠缠、光场计算成像、光场显示….



“追光”：全球科技产业发展趋势
国际科技趋势

光子产业，21世纪，战略性、基础性、先导性产业之一

国际科技巨头（斯坦福、MIT、微软、谷歌、Meta、微软等）大力推动

新型显示信息光子与传感 光计算与芯片新颖材料

全息3D显示平面成像
波前感知

光子计算
高速并行、低功耗

超表面、光电子、
透明电极、EMI…

增强现实、虚实融合
人工智能处理

发达国家巨大投入！光子产业发展，需要自主可控的关键技术
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光子材料与器件：计算与微纳制造出来的！
问题与需求

光与微纳结构的相互作用，需智能计算与微纳制造，才能策源新颖特性

轻量化、功能化
柔性智能

大面积、纳米结构
海量数据

光场调控与重构
亚纳米精度

微纳光学+智能计算（AIGC，图文生成）+智能制造，成为信息光子材料、卷积神

经网络、元宇宙、光场计算成像等赛道的新引擎，迎来强劲驱动力。

2023/1/29



大面积光子成像器件涉及数十Tb数据

智能计算（intelligent computing）可根据需求，要调

用最好算法，以最小代价完成计算任务，为智能制

造提供最优数据，成为光场计算、结构材料设计的

重要途径。

智能计算：光子产业创新发展的驱动力之一

人类空间-物理空间-信息空间
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战略方向

近年来，计算和信息技术飞速发展，深度学习空前普及、人工智能（AIGC）产生

一系列突破性成果。

在虚实融合、光子结构材料与器件、光场计算成像，智能计算发挥不可或缺作用

2023/1/29



SVG发展思路：打造新赛道，跨代发展
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跟踪没有出路，引进即落后，原创才能可持续！
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装备-算法的自主性：决定创新的可持续性

微纳智能制造（装备、算法）

是培育高质量成果（新技术），继

而实现转化的“土壤”。自有“土

壤”中，“种子”（学术成果），

在“阳光”（市场需求和政策）下，

结出的“果实”才是自主的并增值。

掌控关键技术与装备：才能开辟新赛道、催生新产品、培育新产业

显示节能

计算材料与器件

AR/VR、3D显示

柔性光电子

超透镜、光子芯片

深度感知、光场计算成像

微
纳
智
能
制
造

SVG 发展思路

提升国际竞争力的前提，关键技术自主可控！
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光场计算成像+智能计算制造→ 空间图像生成

AIGC：图像及视频生成

• 信息产业与元宇宙：光场数字化（计算）

和光子器件功能化难题

• 空间感知识别：深度感知的信息维度与精

度、相关感知器件微纳加工。

• 公共安全（国家级证卡票据）：新颖视觉

图像的独特解决方案、算法与制造技术

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

SVG发展方向

“光场计算成像”+“智能计算制造” ：光子产业创新发展方向

AI for Science& AIGC（人工图形生成）

2023/1/29



掌握底层技术（数字光刻、智能计算和光转印）， 推动跨代发展

SVG开辟的赛道

以技术变革为牵引，开辟微纳智能制造新赛道

光学安全新颖材料

信息感知

微纳
智能制造

光场显示

光场成像

光子产业

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 222023/1/29面向国家需求，服务高质量发展、高水平创新、解决卡脖子问题，推动产业转型



创新贡献与能力建设
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产业链-创新链紧密合作

2023/1/29



持之以恒创新，培育原创技术、推动成果转化
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打造微纳智能制造

新赛道

微纳制造装备：自主研发

提供者

三维计算光刻/套准光转印

解决卡脖子难题

光场计算成像与算法

探索者/践行者

微纳光学数字化、绿色制程

开拓者

相位信息算法

光场感知、平面成像器件

全息3D显示、立体图像数字化

引领者

可配置超表面、多维光刻

新型显示、虚实融合、立体成像

大面积微纳结构功能化

策源者

米级幅面、百Tb数据处理

上游材料基石技术

3项国家科技奖，5项省科技奖一等奖，6项中国专利奖

国家法律证卡等安全方案

提出者/实施者

纳米光变色-光场3D打印

服务于每位公民

创新贡献

近千项专利授权（受理）、数百篇国内外顶刊论文
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数字设计
海量数据处理
机理特性策源

三维光刻制版
精度、效率
微纳结构

卷对卷纳米压印
双面高效率

柔性材料、显示

增材制程
柔性电子、偏振

透明电极

光转印
多层套准高保真

光子成像

光聚合3D打印
新材料

微结构器件

超快激光加工
微纳结构设计
微结构模具

微纳智能制造
数字设计-功能化-批量化

大面积（ 米级）~ 微纳结构（>50nm）~亚纳米精度兼容制备

新颖光子材料与器件：设计数字化、制备智能化、制造绿色化

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 25

平台建设

业内唯一 微纳智能制造 综合性平台

成果应用：头部企业、高等院所、国内外品牌2023/1/29



像素化纳米光刻系统：亚纳米精度的结构调控光刻，连续变空频＆取向亚波长光刻

微纳光转印设备：光转印工艺、智能识别双面连续套准、抗变形工艺、制版贴板工艺

三维计算光刻设备：光刻算法软件、微纳结构光刻工艺、网络协同海量数据处理；

首家：立体图像-光场成像-光变色全流程工程化研发体系（设计-计算-制版-光转印-功能化）

26苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

微纳智能制造工程化能力：引领地位

纳米光刻系统：面积8mx6m，亚波长，400mm口径光波导设计与制备

光场数字化算法：立体图像、光场显示、DOE与计算全息、光场计算成像、平面光子器件

原创：大型柔性电子绿色智能制造产线（电路设计-计算-制版-套准光转印-模组化）

产业技术迭代：显示节能-高光效导光器件研发与产线（设计-制版-双面纳米压印）

领先：光场显示-元宇宙-AR光器件研发体系（光波导设计-纳米光刻-光学设计-转印工艺）

能力建设

关键技术、核心软件、高端装备、绿色制程和产品培育：自主研发（业内唯一）

关
键
技
术

工
程
化
能
力

2023/1/29



相位调控与计算-立体图像

光传播调控与计算-立体显示

纳米结构的矢量计算-光波导（亚波长）

微透镜阵列与光场成像计算-悬空成像

透明电极-精细电极电磁特性计算-太阳能电池

纳米结构光场重构计算-3D显示

一体化设计的模式：基础研究-技术创新-成果应用
协同创新

27苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

SVG将微纳光学原理、数字化、

智能化技术相融合，打造微纳智

能制造体系化技术，推动了立体

图像与向量光场3Ｄ显示、深度感

知DOE、显示上游节能器件、虚

实融合与AR、大型直写光刻机、

高速投影扫描光刻机、AR-HUD

等研究应用，在解决卡脖子问题

的同时，推动跨代发展。

1、场景驱动、2、自主创新；2、底层关键技术；3、跨代研究

面向产业重大难题，组织协同研发，攻克技术瓶颈，推动跨代发展2023/1/29



原创成果，国内外顶级品牌广泛应用

光子计算

平面成像

精细电极光波导/光耦合

光子材料

虚实融合显示 AR-HUD

结构色图像节能显示(导光)

衍射光器件

光场调控

超表面成像

显示照明3D显示屏

光场成像

中华、剑南春、华为、小米、海信、B京东发、华星光电；微软、HP、Dell、Zoom、LG….

SVG创新成效

国家重大科学仪器设备专项、国家863计划重大项目、国家自然科学基金重大研究计划等项目



微纳结构形貌
100nm-25μm@1nm精度

多维复杂结构
50nm~500μm

@多参量/偏振敏感

精细图形+
线宽5nm-0.25μm

三维计算光刻
振幅/相位调制

微纳智能制造
振幅/相位/偏振调制

投影光刻
振幅调制

成熟
应用
中

研究
发展
中…

推动
中…

一代装备（算法）、一代材料、一代产业

自主创新：装备原创~软件升级~材料更替，紧密相关

292023/1/29 苏大维格内部资料，请勿外传

光子产业
空间感知产业

3D显示

元宇宙
光学安全

智能超材料

芯片产业
电子产业
显示产业



四. 微纳智能制造：赋能产业创新

2023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传 30

解决卡脖子技术，提升产业竞争力



原创成果转化

2023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传 31



首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜

金奖（全国10项）
（中国光学工程学会，2022）

高等院所
（清华、南大、上交大、复旦、

东大、天大等；

中科院上海技术物理所等；

出口海外（以色列、韩国等）

激光直写光刻系统：进口替代（科研、教育、产业）
创新产品1

科技部和财政部联合发布的通知，SVG直写光刻设备，国产唯一入榜品牌



33

基础型-
直写光刻机

大幅面紫外三维光刻设备
（32吋~110吋，业内领先）

iGrapher2000-3000

扩展型-高精度8吋
紫外三维光刻设备

MiScan200Microlab

数字化三维光刻设备：跨代发展，替代进口

解决卡脖子问题：头部企业、高等院所(清华等)、华为、中科院X所、中电科X研究所

2023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传第二十三届中国专利优秀奖（2021年， 201510012577.9），基于大面积多台阶二元光学元件的激光直写方法

数字光场飞行曝光模式、微纳结构形貌光刻工艺与算法，行业领先

创新产品1



34

高性能大尺寸电容触控屏-智能交互终端顶级产品

86吋单膜电容触控显模组，业内唯一，批量下线并应用

中国电子视像协会
“产品创新奖”
“技术创新奖”

2023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传

创新产品2

柔性电极的绿色智能制造；大尺寸触控屏在国内外应用



自主研发：高性能透明电极绿色智能制造产线

大型三维光刻设备，套准纳米光转印设备，柔性纳米增材制程设备

支持10.5代显示面板的电容触控屏自动产线（显示产业唯一）

60年来首次，颠覆柔性电路的金属蚀刻工艺

2023/3/12 保密资料，请勿转发（苏大维格) 35
面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用，江苏省科技奖一等奖（2018年）

创新产品2



2023/3/12 保密资料，请勿转发（苏大维格) 36

高增益导光照明器件，业内领先，光效提升10%~60%，业内唯一量产

显示更节能-墨水屏阅读更“光感”

全球顶级品牌应用

引领发展：电子墨水屏+前光照明、
护眼+手写触控（独家供应）

创新产品3

元太-华为-联想、微软等终端

课本、办公、教育平板

为节能护眼显示，提供了变革性解决方案，全球领先



电子课本发展趋势：护眼-彩色化-视频化，每年1亿台需求

颠覆性：彩色电子阅读器-节能方案

RLCD反射液晶

FLGP
前光

彩色阅读器指向前光

新一轮电子阅读器（课本）：彩色化、视频刷新

极高品质前光器件
高对比度出光
视角均匀性

• 显示色域>50%、对比度>11:1视角
FLGP出光对比度：20:1

• 光均匀~80%@±20度
• 厚度：0.25~0.4mm
• 7吋~27吋

解决方案：
反射液晶/前光照明
（RLCD/FLGP）

创新产品3-推进中



立体图像数字化：推动光学印材产业升级

“创新设计大奖”
（最高奖-唯一，中国包装联合会，2022）

2022年，全国烟草品牌包装设计获奖作品，
1/3来源于本成果支持

中华、苏烟、白沙、芙蓉王、利群、黄金叶…

382023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传
迈上立体图像新阶段，推动产业变革

原创：立体图像光学印材，印刷包装产业品牌应用（独家供应）

创新产品4



微纳3D光刻制版系统与算法软件

立体图像算法、海量数据处理与3D光刻制版工艺

我国立体图像的纳米印刷水平走在国际前列

数字分辨率：0.1~0.25 μm，结构深度： 50nm~25μm；

最小线宽：0.3微米；幅面： 8吋~42吋，矢量文档

2023/3/12 保密资料，请勿转发（苏大维格) 39

创新产品4



新一轮产业重大机遇

2023/1/29 苏大维格，保密资料、不得外传 40



HJT太阳能电池铜电极图形化高速光刻机

进片传输
光刻机 翻片机

出片传输
光刻机

电极线宽：10~20微米@高7~15微米

光刻速度
210mmx105mm

设计目标：双面7200片/h

推进目标1 

HJT太阳能电池铜电极替代银电极是
发展趋势

2030年，预计1TW装机容量



AR-HUD： 长景深车载导航显示器件
推进项目2

华为测试

2023/1/29 苏大维格内部资料，请勿外传 42

AR-HUD虚实融合效果

AR-HUD亮度>600lm
均匀性、彩色化
达室外应用需求

符合车规
15°*8° ，20°*7°

大面积纳米光刻与光转印
-多层虚像构架

AR-HUD虚实融合成像景深
>15m虚像距离（业内领先）



2023/1/29 苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 43

全视场光场计算成像技术与应用

虚拟空间设计-光场调控机理与算法-微纳制版-套准光转印-光场重构

“见所未见”空间视觉效果，极高技术含量，良好应用前景

智能计算-算法-大数据处理-微纳制造

特色：极佳可视性、可设计性和加密性命名：光场重构成像：MetaSafe

跨入
智能计算制造

推进项目3



光场数字化：赋能前沿研究

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 442023/1/29



光场数字化：新手段与特性的策源

复振幅光场：独特性（振幅、相位、偏振、波长等参量）相互关联

相位𝒆𝒊𝝋(𝒓)虚数
光场核心属性，
微纳结构调控
光场相位，并
重构光场，培
育了一系列新
器件、新材料

局域光场调控，
形成的数字化
结构光场，为
三维计算光刻
技术的研发和
装备研制，奠
定基础。

基础研究

偏振

模式分布
振幅

频率/
波长

波矢
（方向）

𝜳 = 𝑨 ∙ ො𝐞 ∙ 𝒖(𝒓) ∙ 𝒆𝒊𝝋(𝒓) ∙ 𝒆𝒊(𝒌∙𝒓+𝝎𝒕)

相位

国家科技奖，中国专利奖，国内外顶刊论文，2022中国智能制造十大科技进展



46

体系化研究：基础研究、技术创新和工程化

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

开展光场数字化算法、数字光刻与柔性制造，形成系列成果和重大装备，

成果入选“十二五”国家科技创新成就展”，光子材料与器件等创新引擎！

一体化设计

国家重大科技项目支持下，持续十余年，研发并打造微纳智能制造

国家863计划重大项目、国家重大科学仪器设备专项、国家国际科技合作计划等

光场数字化-算法 智能计算 数字光刻装备 柔性制造-绿制程

2023/1/29



主持承担光场显示国家重点研发项目

3D建模→光场机理→矢量数据处理与算法~百Tb量级→复杂微纳结构数字化

矢量层析算法与计算能力 微纳功能化

47苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

算法模型与光场调控

国家科技项目

十四五首批国家重点研发项目，华星光电、BOE、北理工、东等加盟
2023/1/29



可调控超表面MetaSurface研究：国际影响

构建160度视场角
3D显示方法

引领性

逐像素纳米结构相位调控，成为发展全息3D显示行业共识

Light: Science & Applications 10(1):213（2021）

Reconfigurable metasurfaces have swiftly taken 

center stage in metamaterials research. 
Reconfigurable optical metasurfaces are rapidly 

emerging as a major frontier in photonics research, 

development and commercialization.

Nanophotonics, 12(2), 285-295, 2023. https://doi.org/10.1515/nanoph-2022-0637

按需（光效/信息）分配彩色光场3D显示

MIT

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 482023/1/29

https://www.researchgate.net/journal/Light-Science-Applications-2047-7538


Optica Vol. 9, Issue 3, pp. 288-294 (2022)

国际光学出版集团
OPG执行总裁

贺信
840万受众

2022.4

国内外高度关注：全球科技媒体长文评述

为拟真场景紧凑型3D显示做出奠基工作

国内外关注

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 492023/1/29

https://opg.optica.org/optica/issue.cfm?volume=9&issue=3


应邀做国内国际大会主旨报告

◆ 华为第八届多媒
体峰会-大会报告
（华为总部）

◆ 承办“第六届中
国国际纳米制造
趋势论坛”（中
国，苏州）

◆ “中国光学智造
2025“（上海）
高端论坛并作主
题演讲2021

◆ Light中国光学
专访乔文教授

◆ 3D显示器首次亮
相2021华星全球
显示生态大会

◆ 应邀出席首届长
三角光电论坛并
发表主题报告

◆ 中国印刷与包装科技年会（北京，2021年，大会主旨报告）

◆ 科技部十四五未
来显示技术大会
特邀大会报告
（2020，武汉）

◆ …….

高质量前沿研究、高水准技术创新、高层次成果应用，广泛影响

行业影响

50苏大维格保密资料、不得外传，谢谢2023/1/29



四. 近期标志性进展

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 51

人才第一资源、科技第一生产力、创新第一动力

2023/1/29



1. 引领性：“基于数字化三维光刻的微纳智能制造”，推动智能制造迈进微观领域

入选“2022中国智能制造十大科技进展”（国际智能制造联盟&中国科协智能制造创新联合体），2022年

5. 颠覆性：“全息3D显示”与“透明导电膜增材制造技术”，原创方法
全国颠覆性技术创新大赛优胜项目（科技部举办， 2021年）

“顶天立地”研究与应用

6. 独立性：微纳制造平台，填补空白（第二十二、二十三届中国专利优秀奖）
大型三维光刻设备与工业软件（首创）、套准纳米光转印与大型柔性增材制程（首创）（2020年，2021年）

4. 前瞻性：“光子晶体拓扑结构、计算光子结构”，新颖光子特性的物理基础
Nature Materials (2022)，Light（2021），Optica(2021，2022)等

3. 辐射性：原创成果国内外应用，推动产业技术进步
超薄光子器件-高保真双面纳米压印技术（高校优秀科技进步二等奖，2020）、大尺寸触控屏-增材制程（中国音视频产业创新奖，中国电子学会科技奖二等

奖2022）、立体成像材料-微纳3D光转印（创新设计大奖，中国包装联合会，2022）和激光直写光刻设备（金燧奖-金奖，中国光学工程学会，2022年）

2. 自主性：“大面积微纳结构功能化关键技术与应用”，突破技术和算法瓶颈
江苏省科技奖一等奖（江苏省政府， 2022年度）

52苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

近3年进展

2023/1/29工作基础：“面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用”， 国家科技进步二等奖（ 2019年度）

https://www.researchgate.net/journal/Light-Science-Applications-2047-7538


入选

2022中国智能制造十大科技进展

国际智能制造联盟、中国科协智能制造学会联合体
发布（2022-11-24）

基于数字化三维光刻的微纳智能制造与应用
智能制造

设计数字化、制程智能化、制造绿色化

智能制造与微纳光学融合， 从宏观迈进微观层次，极大开拓了创新空间

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 532023/1/29率先提出“微纳智能制造” ，打造信息光子器件、新型显示和新材料的基础技术



大面积微纳结构功能化关键技术及立体成像应用

意义：为新型显示、新材料和信息光子技术的自主创新，展示出光明前景

关键技术突破

江苏省科技奖一等奖（2022年度）

涉及：立体成像、柔性光电子、新型显示、信息光子技术

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 542023/1/29关键技术与装备自主可控，推动新颖材料与器件自主创新与产业应用



紫外计算三维光刻设备iGrapher3000

网络协同实时计算的三维光刻（数据处理500Tb）
幅面：8吋~110吋；100nm数字分辨率，全气浮平台、3D导航飞行曝光模式

新型显示、柔性光电子、空间成像、光子器件、透明电极、光掩模

里程碑进展

工作基础

面向柔性光电子的
微纳制造关键技术与应用

国家科技进步二等奖（2019年度）

55苏大维格保密资料、不得外传，谢谢2023/1/29



大型智能套准纳米光转印（增材）设备

卷对卷智能模糊控制、视觉识别，套准精度0.025‰
门幅 1500mm，结构 50nm~25um@86吋；衬底PET、PC、PMMA、TPU

为柔性光电子材料的产品创新与应用，提供工程化研究与批量设备

苏大维格保密资料、不得外传，谢谢 56首创：大型卷对卷微纳套准光转印设备与产线（2020年）工业运行

SV
G

2023/1/29

里程碑进展



ESG理念：绿色化、数字化和智能化

技术升级-创新生态与数字化

智能化-节能 场景驱动：光学安全产业

高效制程-节能
微纳智能制造

全链条
基础-材料-技术-工程
设计-装备-器件-材料

纳米结构光场调控与重构
新材料/器件
核心技术与装备自主可控

绿色化-零排放

零排放-绿色制程
柔性光转印
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ESG理念

合作理念
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十四五乃至2030年，我国产业转型升级关键期

产业兴衰，不取决于产业内部的技术进步，而取决于产业外部的技术变革速度，

颠覆性技术来源于产业外部生态的体系化创新！

58

小结

“双循环”国策，将催生新技术新产品、培育新赛道，推动产业链合作



谢谢！

59苏大维格保密资料、不得外传，谢谢

把数字化光子世界，带给每个人、每个家庭、每个组织，
让多维光场计算技术，来助力构建虚实融合的智慧世界。

Bring digitalized optics to every person，home and organization， and 
let multi-dimensional computing lithography to  reconstruct for 
augmented reality intelligent world.

2023/1/29
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